Prace je vénovéana studiu bimetalického Rh—V systému pomoci metod fyziky povrchil. Vlastnosti
ultra-tenkych Rh—V vrstev nesenych na y-AlL,O; byly porovnany s modelovymi systémy
piipravenymi vakuovou depozici V na Rh(111), Rh(110) a polykrystalick¢ rhodium. Bylo
zkouméno vytvafeni V-Rh(111)—(2x2), V-Rh(110)—(2x1) a V-Rh(110)—(1x2) podpovrchovych
slitin a jejich elektronicka a atomdrni struktura. Byly navrzeny modely povrchovych rekonstrukci
téchto slitin. Déle byl zkouman vliv vzniku podpovrchové slitiny na interakci s molekulami CO a
O, a vliv adsorpce molekul na tuto slitinu. Vazba mezi CO molekulami a povrchem slitiny byla
oslabena v disledku markantnich zmén ve struktuie valen¢niho pasu kovového povrchu. Kyslik
adsorbovany na povrchu slitiny reagoval pii zvySené teploté s podpovrchovym vanadem, coz
zabranovalo interakci kovového substratu s molekulami CO.



